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Photographisches Material.

@ Die auf der Riickseite des photographischen Materials
angebrachte Antistatikschicht enthalt {A) ein Gemisch aus
einem Natriummagnesiumsilikat und dem Natriumsalz von
Polystyrolsulfonséure und (B) eine Bernsteinsiurehalbester-
verbindung. Die Antistatikschicht zeichnet sich durch hohe
Abriebfestigkeit und gute Bedruck- oder Beschreibbarkeit
aus.
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Photographisches Material

Die Erfindung betrifft ein photographisches Material,
das auf einer Seite einer polyolefinbeschichteten
Papierunterlage mindestens eine Silberhalogenid-

emulsionsschicht und auf der anderen Seite der Unter-

. lage eine antistatische Schicht enthé&lt.

Es ist bekannt, mit Polyolefinen beschichtete Photo-
papiere mit Riickschichten zu versehen, die dem
Material antistatische Eigenschaften verleihen.

Die antistatische Ausriistung verhindert eine Beein-
trédchtigung der lichtempfindlichen Schichten eines
photographischen Materials durch sogenanntes Ver-
blitzen, das z.B. beim Transport des Materials wéhrend
des Begusses, bei der Konfektionierung oder in Ver-
arbeitungsgerdten durch elektrische Entladungen ver-
ursacht werden kann. Statische elektrische Ladungen
k8nnen z.B. durch die Reibung des photographischen
Materials an den Walzen oder an anderen Teilen der
Vorrichtung, durch welche das Material hindurchl&uft,
oder durch Berilihrung mit rauhen Oberfl&chen verur-
sacht werden. Das photographische Material wird durch
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elektrostatische Entladungen belichtet. Es treten dann

nach der photographischen Verarbeitung unregelm#Bige
Streifen, Linien oder dunkle Punkte auf.

Die elektrostatische Aufladung der Oberflidche eines
photographischen Materials kann dadurch verhindert
werden, daB8 man den Schutzschichten Mattierungsmittel
zufligt, die die Adh&dsion zweier aufeinanderliegender
Materialien herabsetzt. Eine einmal entstandene Auf-
ladung 188t sich durch elektrisch leitende Zusidtze ent-

fernen. Man kann auch beide M&glichkeiten kombinieren.

Als geeignet zur Unterdriickung der statischen Auf-

.ladung photographischer Materialien ist eine Reihe

monomerer und polymerer Verbindungen beschrieben wor-
den, die aufgrund ihrer mattierenden Wirkung oder

als Elektrolyte eine antistatische Wirkung zu ent-
wickeln vermdgen. Genannt seien in diesem Zusammen-
hang die DE-OSen 2 337 392, 2 359 553, 3 311 126,

2 513 791 und 2 534 976.

Nachteilig an den bekannten Antistatikschichten ist

das Fehlen oder die unzureichende Ausbildung von
Eigenschaften, die fiir photographische Materialien,
insbesondere solche, die maschinell verarbeitet wer-

den sollen, besonders wichtig sind. Dazu gehdrt eine
hohe Widerstandsfdhigkeit gegen Abrieb an den Transport-
walzen wahrend des Auftragens der Emulsionsschichten oder
beim Durchlaufen sogenannter Printer, die UnbeeinfluB-
barkeit der antistatischen Eigenschaften durch photo-
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graphische Verarbeitungsfliissigkeiten und die Sicherheit

vor einer Verunreinigung dieser Fliissigkeiten durch
Bestandteile der Antistatikschicht, kein Kleben der

Antistatikschicht, auch nicht bei hohen Wickelfriktionen

sowie gute Bedruckbarkeit und Beschriftbarkeit mit den
iiblichen Pasten oder Tinten, einschlieBlich von Kugel-
schreiberpasten. Ein besonders stérender Nachteil der
bekannten Antistatikschichten ist ihre Verschmutzung

in Walzentransportentwicklungsmaschinen. Insbesondere
in Maschinen, die zur Verarbeitung von Blattware aus-
gelegt sind und die textilbespannte Walzen enthalten,
lagern sich auf der Rilckseite des verarbeiteten Materi-
als Schmutzfilme aus Entwickleroxidationsprodukten ab
und zwar vor allem beim Anfahren der Maschinen und bei

geringen Durchsdtzen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anti-
statikschicht mit der flir eine maschinelle Verarbeitung
des photographischen Materials erfordeflichen Abrieb-
festigkeit zu entwickeln, die auBerdem bedruck- und be-
schreibbar ist und die eine maschinelle Verarbeitung
blattf&rmigen Materials ohne die oben beschriebenen
Nachteile ermdglicht.

Die Aufgabe wird erfindungsgem&f durch ein photo-
graphisches Material geldst, das auf einer Seite
einer polyolefinbeschichteten Papierunterlage min-
destens eine Silberhalogenidemulsionsschicht und auf

der anderen Seite der Unterlage eine antistatische
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Schicht aufweist, und das dadurch gekennzeichnet ist,
das in der Antistatikschicht enthalten sind:

{(A) ein Gemisch aus einem Natriummagnesiumsilikat und
dem Natriumsalz der Polystyrolsulfonsdure

5 und

(B) eine Bernsteinsdurehalbester-Verbindung einer der
Formeln I und IX

1

E{ "C:EI"(:C)C)El (]:)
JJ 2
CHZ-COOR
oder
) 1 1
10 R -CHE-COOR .HOOC—CH—R-(II)
3 |=
Cﬂz-COO X —OOC--CH2

worin bedeuten:
R1 eine Alkyl- oder Alkenylgruppe mit 8 bis 18
Rohlenstoffatomen,

R eine unsubstituierte oder substituierte Cyclo-
15 alkyl- oder Arylgruppe, einen kondensierten
Arylcycloalkyl-Rest, eine Aralkylgruppe oder
eine der Gruppen

D - B

X Cyclohexylen, Alkylen—<::>-A1ky1en, Cycloal-
20 kylen-Alkylen-Cycloalkylen oder eine der Gruppen
AG 1688
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~CH -CH2-(0-CH2-CH2)

2 3-7 "

CH3

|

- - - ’ -CH.-CH.,- oder
cnz C:I-!2 0-@-(3———{: :}-O -Hy 2

CH3

Als Antistatika (A) geeignete Natriummagnesiumsilikate
5 sind im Handel erh&ltlich. Ein vorziiglich geeignetes
Natriummagnesjumsilikat hat die Zusammensetzung:

SiO2 50,9 Gew.-%"
MgO 24,2 "
Na20 3,7 "
10 L120 i,8 "
F 4,7 "

Der Rest ist strukturgebundenes Vlasser.
Die beschriebenen Bernsteinsidurehalbester-vVerbindun-

gen sind nach bekannten Verfahren in einfacher Weise
herstellbare Verbindungen, deren mit R1 bezeichneter

AG 1688
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Teil im Rahmen der fiir Rl gegebenen Definition auf die

fiur Jdie voriiegende Anwendung interessanten Eigen-

schaften der Verbindungen relativ wenig EinfluB hat.

Bevorzugte Bernsteinsdurehalbester-Verbindungen, im
folgenden kurz Bernsteinsdurehalbester genannt, ent-
halten als R1 einen der einfach ungesdttigten ali-
phatischen Reste C12323, C15H29 eder C18 357
deren Zustandekommen durch mehrfache Addition von

Propyvlen erklart werden kann.

Als Beispiele fiir bevorzugte Bernsteins&@urehalbester

seien die folgenden Verbindungen genannt:
1
"R-—CE-CCOH

: it
1CE£C£KN:HZ

rlcr-coon

' | |
.csz-coocsz o (2)

Eb*:K-{KNDS BEOOC-CH-R

1
caz-coc—caz-®—cazcoc—caz (3)

z—ca—ccoa ECOC—CH-R!

CH -cco’-»-@-coc—cx (4)
cH,

AG 1688
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RicE-coor
L ] .
caz—coo {5)
CH
; . 583
rlce-coom
- {6)
CH,~C00
: ci,
R-CH-COOH
]
CH,~CO0 (7)
7 i3
1 cH,
R-CH-COOH ,—-. CHg
) | (8)
Y., -CO0 -C-CH
RLCH~-COOH ;
]
caz—coo (9)
] ,
R-CE-COOH _
]
caz-gog (10)
3
rlcu-cooH

~y_—COOCH.CH (11
cH, 2CH,
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A ’
R-CH-COOR
| ]
CB-COOCH,CH,CE, (12)
rlcE-COOR
=C 7
CH,-CO0 °© (13)
1 1
R-CH-COOH BOOC-CE-R
¢H,-co0= 00C-CH, ()

RECH-COOH ca3 cx ECOC-CE-R'
2E,
alcz-coox
e " *
csz—coo- e

20

EOOC-CH-R

R‘CS’COOH "
csz_ceocq Gn .@-C-O’OCA cH OOC'CHZ (17)
1
*-CE-CO0H
éﬁ ~COCCE (18)
A 2
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1
1 EOOC-CH-R
RICH-COOH /é:@, C1,-00C-CH, (19)
CH,~CO0—CH S -

1 1
R—CH-COOH HOOC-CH-R
] ]
= -(o- (20)
C5,-C0- (0-CH,—CH,) ,~00C—CH, |
R-cH-cooH HOOC—CH-R]!
N _ d (21)
CH,-CO- (0-CR,~CH, ) g~00C—CH,

* Die Herstellung der Bernsteinsdurehalbester ist allge-
mein bekannt und kann sehr einfach durch Veresterung
von Alkoholen mit Bernsteinsdureanhydriden mit Hilfe

5 saurer oder basischer Katalysatoren (z.B. Diazabicyclo-
octan) erfolgen. Die Herstellung wird z. B. in der
BE-PS 756 476, der CA-PS 835 420 oder der
US-PS 3 689 271 beschrieben.

In den Antistatikschichten der Erfindung k8nnen die
10 Bernsteinsdurehalbester einzeln oder als Mischung

mehrerer dieser Verbindungen angewandt werden. Man

verwendet sie zweckmédBigerweise als 0l/Wasser-

Emulsionen. Zusammen mit dem Natriummagnesiumsilikat

liefern diese Emulsionen besonders gut haftende und
15 abriebfeste Schichten.

AG 1688
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Dic erfindurgsgemiBe Antistatikschicht enth8lt 30 bis
150 mg pro ﬁz des Gemisches von Natriummagnesium-Silikat
und polystyrolsulfonsaurem Natrium (A) und vorzugsweise
30 bis 100 mg/m2, sowie 40 bis 200 mg/m2, vorzugsweise
80 bis 120 mg/m2, Bernsteinsdurehalbester ¢(B).

Das Mischungsverhdltnis von Natriummagneéiumsilikat und
polystyrolsulfonsaurem Natrium in Gewichtstedilen kann
0,5:1 bis 12:1 betragen und liegt vorzugsweise bei

4:1 bis 7:1.

AuBer den genannten Bestandteilen (A) und (B) kann die
Antistatikschicht die fiir photographische Hilfs-
schichten bekannten Zusdtze enthalten. Beispiele hier-
" f4r sind natlirliche oder synthétische Bindemittel,
z.B. Proteine, Cellulosederivate, Polysaccharide,
Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon, insbesondere
aber Gelatine, Beschichtungshilfsmittel, wie z.B.
Netzmittel, Mattierungsmittel oder Bakterizide, wei-
ter Verdickungsmittel wie Cellulosesulfat oder Car-
béxymethylcellulose. Als Beschichtungshilfsmittel
kdnnen in den GieBld8sungen der erfindungsgemdBen
Antistatikschichten die iblichen Mittel wie z.B.

die Natriumsalze von Sulfobernsteinsduredioctyl-
ester, Dibutylnaphthalinsulfonsdure, Triisopropyl-
naphthalinsulfons&ure und insbesondere wvon Dodecyl-
benzolsulfbnséure verwendet werden.

Die vorliegenden Antistatikschichten werden in #b-

licher Weise durch Tauchen, Spritzen oder Rakeln auf

2G 1688
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die Rickseite des photographischen Schichttridgers auf-
gebracht. Um eine bessere Haftung 2zu erzielen, emp-
fiehlt sich eine Vorbehandlung, z.B. durch Corona-Be-
strahlung gemd&s DE-AS 1 159 159. Nach Aufbringen der
erfindungsgemiBen Antistatikschicht kénnen dann auf
die andere Seite des Schichttr&gers die lichtempfind-
lichen photographischen Silberhalogenidemulsions-
schichten und Hilfsschichten aufgetragen werden.

Als geeignete Schichttrd@ger seien Papiere genannt,

die mit dem Polymeren eines g, -0Olefins mit 2 bis 20
Kohlenstoffatomen beschichtet sind, z.B. mit Poly-

ethylen,  Polypropylen oder Copolymeren von Ethylen

und Propylen.

Die Antistatikschichten der Erfindung sind sowohl fiir
Schwarz-WeiB~, als auch fiir farbphotographische Mate-
rialien, und letztere bevorzugt, geeignet. Die Eigen-
schaften der photographischen Schichten werden durch
die erfindungsgemdBe Antistatikschicht in keiner Weise
nachteilig beeinfluBt. '

Andererseits werden weder die antistatischen Eigen-
schaften der erfindungsgemidfen Schichten durch die in
Verbindung mit den photographischen Materialien ange-
wandten Verarbeitungsfliissigkeiten noch die Verarbei-
tungsfliissigkeiten durch Bestandteile der erfindungs-
gemédBen Antistatikschichten beeintr&chtigt. Die Anti-
statikschichten sind in hervorragender Weise abrieb-
fest und somit von Vorteil fiir photographische Mate-
rialien, die zur Verarbeitung in mit Textilwalzen aus-
geriisteten Maschinen bestimmt sind.

AG 1688
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Die folgenden Beispiele sollen die Anwendung der hier
beschriebenen Antistatikschichten weiter erl&utern.

1. Herstellung der gebrauchsfertigen wd&B8rigen Emul-
sion eines Bernsteinsdurehalbesters: ‘
5 In 9,97 1 destillierten Wassers werden 30 g
Gelatine bei 40°C geldst. Danach gibt man 40 g

einer 80 gew.-%igen wd@Brigen Phenolldsung zu.

In diese L&sung wird bei 40°C eine L&sung von
3 kg Bernsteinsdurehalbester und 75 g Natrium-
10 dodecylbenzolsulfonat in 3 kg Kohlensdure-
diethylester mittels eines Intensivmischgerédtes
eingerithrt. Nach Ende der Zugabe homogenisiert
man die Emulsion in einem geeigneten Gerdt bei

80 bar und destilliert das Hilfsl8sungsmittel
15 danach ab.

Herstellung von AntistatikgieB8ldsungen.

2.1 In 7,26 kg entsalztes Wasser werden nacheinander
unter Rithren eingebracht:
0,8 kg einer entsprechend (1) hergestellten wdssri-
20 gen Emulsion des Bernsteinsdurehalbesters Nr. 1
(R1=Clsﬁ35). 1,23 kg Natriummagnesiumsilikat
(10 %$ig in Wasser), 0,44 kg Polystyrolsulfon-
saures Natrium (5 %ig in Wasser), 0,27 kg Dode-

‘cylbenzolsulfonsaures Natrium ( 4 %3ig in Wasser).

AG 1688
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2.2 Die Zusammensetzung der AntistatikgieBl&sung 2.1

wird wie folgt abgedndert:

Wasser entsalzt
Bernsteinsdurehalbester Nr.1l
(R'=Cy g )

Natriummagnesiumsilikat (10 %ig)
Polystyrolsulfonsaures Natrium (5 %ig)

Dodecylbenzolsulfonsaures Natrium
(4 3iqg)

2.3 Die Zusammensetzung der L&sung 2.1 wird
gedndert:
Wasser entsalzt
Bernsteinsdurehalbester Nr.6
(RY=C, gH )
Natriummagnesiumsilikat (10 %ig)
Polystyrolsulfonsaures Natrium (5 %;g)

Dodecylbenzolsulfonsaures Natrium
(4 %iq)

2.4 Die Zusammensetzung der L8sung 2.1 wird
gedndert:
Wasser entsalzt
Bernsteinsdurehalbester Nr.7
(R=Cy g )
Natriummagnesiumsilikat (10 %ig)
Polystyrolsulfonsaures Natrium (5 %ig)

Dodecylbenzolsulfonsaures Natrium
(4 %ig)

AG 1688

6,47 kg
1,2 kg

1,84 kg
0,33 kg

0,16 kg

wie folgt

8,33 kg
0,3 kg

0,4 kg
0,7 kg

0,27 kg

wie folgt

8,88 kg
0,3 kg

0,2 kg
0,35 kg

0,27 kg
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Die Zusammensetzung der L8sung 2.1 wird wie folgt
gedndert:

Wasser entsalzt 6,83 kg

Bernsteinsdurehalbester Nr.18 0,9 kg
1
Natriummagnesiumsilikat (10 %ig) 0,4 kg

Polystyrolsulfonsaures Natrium (5 %ig) 1,6 kg

Dodecylbenzolsulfonsaures Natrium
(4 %ig) 0,27 kg

Herstellung der Antistatikschicht:

Die unter II. beschriebene GieBl8sung wird auf
die Riickseite eines mit Polyethylen beschichteten
Papierschichttrdgers gegossen, die vorher einer
Coronabehandlung unterworfen wurde. Der Schicht-
auftrag wird mittels eines Rakels so eingestellt
das pro m2 5 g der GieBl8sung angetragen werden.
Die hergestellte Schicht wird dann getrocknet.

Priifverfahren:

Die Neigung einer Antistatikschicht zur Schmutz-
aufnabme beim Durchgang des photographischen
Materials durch eine Verarbeitungsmaschine wird

in folgender Weise gepriift: Eine mit einem Polypro-
pylengewebe bespannte Textilwalze, die in Kontakt
mit einer Andruckwalze aus Stahl steht, taucht in
eine mit Entwickler geflillte Schale ein. Die Textil-
walze wird durch einen Motor angetrieben. Den Ent-
wickler fihrt man im Kreislauf {iber einen Thermo-

AG 1688
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staten und temperiert ihn so auf 30°C. Fir die
Prirang waré& ein Entwickler verwendet, durch den
als Vorbereitung fiir die Priifung 2 Tage lang Luft
geleitet wurde. Der Grad der Schmutzaufnahme wird
anhand der Zahlenskala 1 (starke Verschmutzung)
bis 5 (keine merkliche Verschmutzung) bewertet.

1 Liter des Entwicklers enthalten:

8lsdure-N-methyltaurid, Na-Salz 0,05 g
Diethylenglykol 50,0 ml
Benzylalkohol 20,0 ml
WeiBtBner (Na-Salz) 1,5 g
Fluortensid 4 %ig 0,13 ml
Caprolactam 5,0 g
4-Amino~N-ethyl-N- (3-methylsulfonamido-

ethyl) -m-toluidin 6,6 g
l1-Hydroxy-ethan-1, 1-diphosphorsdure~di-
Natriumsalz 0,16 g
Hydroxylaminsulfat ) 6,0 g
Nitrilotriessigsiure Na-Salz 0,6 g
Diethylentriaminpentaessigs&ure

Na-Salz 0,77 g
Kaliumcarbonat 34,0 g
Kaliumhydroxid 3,6 g

Fiir die Priifung der Proben wird die beschriebene
Vorrichtung in folgender Weise eingesetzt:

Die Priiflinge (9 x 23 cm) werden in L&ngsrichtung
durch das Gerdt geschickt und zwar so, daB die
Antistatikschicht Uber die Textilwalze l&uft. Dann
widscht man mit flieBendem Wasser, trocknet das Ma-
terial und bewertet die Schmutzaufnahme.

AG 1688



10

15

20

-16- ° 0160912

Die Priifung des Abriebs geschieht in folgender
Weise: 1200 m eines mit der erfindungsgem&Ben
Antistatikschicht ausgerfisteten Materials in einer
Breite von 8,9 cm werden durch einen handelsiib-
lichen Colorprinter geschickt. Nachdem die
Materialbahn das Ger#t durchlaufen hat, prift
man die Cberflédche der Walzen, die mit der Anti-
statikschicht in Beriihrung gekommen sind, und
benotet die auf der Oberfldche zurfickgebliebene
Menge an Abrieb mit 1 bis 5, wobei 1 "starker
Abrieb™ und 5 "kein Abrieb" bedeutet.

Die Priifung der Bedruck- und Beschriftbarkeit
der Antistatikschichten nimmt man wie folgt
vor: Die mit der Antistatikschicht versehene
Riickseite des Materials wird einerseits mittels
Schreibmaschinentypen #iber ein schwarzes
Farbband bedruckt und andererseits mit einem
Rugelschreiber beschriftet. Ist der Druck bzw.
die Beschriftung einwandfréi, wird das Ergeb-
nis mit 5 bewertet. Die schlechteren Ergebnisse
bekommen Noten von 4 bis 1.

Die Bestimmung des Oberfldchenwiderstandes wurde
entsprechend DIN 53482 durchgefiihrt.

AG 1688
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Aus den in der Tabelle zusammengestellten Ergebnissen
ist ersichtlich, daB Zusammensetzung und RAuftrag der er-
findungsgemdBen Antistatikschichten um ein Erhebliches
verandert werden k&nnen, ohne das die vorteilhaften
Eigenschaften der Schichten verloren gehen.

Ersetzt man bei den verwendeten Bernsteinsiurehalb-
estern die fiér R1 stehende Gruppe -C18H35 durch eine
der auf Seite 6 genannten Gruppen -C12H23 und
-Clsﬁzg, so erhdlt man vergleichbar vorteilhafte

Ergebnisse.

AG 1688
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Vergleichsbeispiel:
Es werden die Eigenschaften erfindungsgem&Ber Antistatik-
schichten mit denen von Schichten verglichen, welche an-

stelle der Bersteinsdurehalbester die zur Herstellung
von Antistatikschichten gebrduchlichen Latices enthalten.

a) ErfindungsgeméBe Antistatikschichten.
Unter Verwendung der oben angegebenen GieBzusammen-
setzung 2.1 werden Antistatikschichten hergestellt,
die die Bernsteinsdurehalbester Nr. 1, Nr. 3, Nr. 5
und Nr. 14 enthalten.

b) Latex enthaltende Antistatikschichten. -

GieBzusammensetzung:

Wasser entsalzt . - 7,29 kg
Natriummagnesiumsilikat (10 %ig) 1,23 kg
Polystyrolsulfonsaures Natrium (5 %ig) 0,44 kg
' Dodecylbenzolsulfonsaures Natrium 0,16 kg
(4 %ig) ,
Latex (30 Gew.-% FestkOrper) 0,88 kg

Die Ergebnisse sind aus Tabelle 2 ersichtlich. Die zum

Vergleich herangezogenen Latices werden in der Tabelle
benannt. Die im Handel mit Feststoffgehalten von 33
bis 55 Gew.-% erhdltlichen Latices wurden jeweils

30 gew.-%ig eingesetzt.
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Patentanspriicte

1.

10

15

20

Photographisches Material, das auf einer Seite
einer Polyolefin-beschichteten Papierunterlage
mindestens eine Silberhalogenidemulsionsschicht
und auf der anderen Seite der Unterlage eine
antistatische Schicht enthidlt, dadurch gekenn-
zeichnet, daB in der Antistatikschicht enthalten
sind:

(2) ein Gemisch aus einem Natriummagnesiumsilikat

und das Natriumsalz der Polystyrolsulfonsdure,

(B) eine Bernsteinsdurehalbester-~Verbindung der

Formel
Rl—CH—COOH (1)
| ] ..
CH -COOR2 ’
2
oder
1 1
R -?H-COOH HOOC~-CE-R (1)
]
CH2-COC- > ¢ AOOC—CHZ

worin bedeuten:
R1 eine Alkyl- oder Alkenylgruppe mit 8 bis
18 Kohlenstoffatomen,

R eine unsubstituierte oder substituierte
Cycloalkyl- oder Arylgruppe, einen konden-
sierten Arylcycloalkyl-Rest, eine Aralkyl-

gruppe,
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oder eine der Gruppen

- B

X Cyclohexylen, Alkylen- -Alkylen,
Cycloalkylen-alkylen-Cycloalkylen, oder
eine der Gruppen

-CH.,-CH,~ (0O-CH

2 2 2

caa -

)
'CBZ-CBZ-O-@?——Q-O -CH 5 CH,= oder
-CH

2

~CHy) 3.7

Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die Antistatikschicht 30 bis 150 mg/m? des Ge-
misches (A) und 40 bis 200 mg/m2 Bernsteinsdure-
halbester-Verbindung (B) enthdlt, wobeil das
Mischungsverhdltnis von Natriummagnesiumsilikat
und dem Natriumsalz der Polystyrolsulfons&ure
0,5:1 bis 12:1 betréagt.

Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB8 die Antistatikschicht eine Bernsteinsiure-
halbester-Verbindung der Formel (I) ist, in
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der R? einen unsubstituierten oder alkylsubsti-
tuierten Cycloalkylrest darstellt.

Material nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daB der Cycloalkylrest als Substituenten eine

bis drei Methylgruppen oder einen tert.-Butyl-
rest hat.

Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB8 die Antistatikschicht eine Bernsteinsdure-
halbester-Verbindung der Formel

-CH-COOH

H35C187€ @ |
CH,=C-0- (CHy) | |
o

enthdlt, in der

n eine ganze Zahl von 1 bis 3 bedeutet.
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